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(57) Abstract: An apparatus for
cleaning a sawn wafer block (40)
has a cleaning basin (10), a holder
(50, 52) for holding a sawn wafer
block (40) in the cleaning basin (10)
in such a way that, when there is a
cleaning fluid (34) in the cleaning
basin (10), at least one portion of the

40 wafer block (40) that has sawn gaps
is arranged in the cleaning fluid,
60 at least one outlet opening (18) in

a bottom region (16) of the cleaning
basin (10) and a closure device (20,
22) for the outlet opening (18), by
which the outlet opening (18) can
be opened and closed. The closure
device (20, 22), the outlet opening
(18) and the bottom region of the
cleaning basin are designed in such
a way that, by opening the closure
device (20, 22), the cleaning fluid
can be emptied so quickly from at
least the region of the cleaning basin
(10) in which the wafer block is
arranged that contaminants can be
removed from the sawn gaps by the
suction effect of the cleaning fluid.
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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Reinigen eines gesidgten Waferblocks (40) weist ein Reinigungsbecken (10), eine
Halterung (50, 52) zum Halten eines gesédgten Waferblocks (40) in dem Reinigungsbecken (10) derart, dass, wenn sich eine Rei-
nigungsflissigkeit (34) in dem Reinigungsbecken (10) befindet, zumindest ein Abschnitt des Waferblocks (40), der Ségespalten
aufweist, in der Reinigungsfliissigkeit angeordnet ist, zumindest eine Auslasséffnung (18) in einem Bodenbereich (16) des Reini-
gungsbeckens (10) und eine Verschlusseinrichtung (20, 22) fiir die Auslasséffnung (18), durch die Auslasséffnung (18) gedffnet und
verschlossen werden kann, auf. Die Verschlusseinrichtung (20, 22), die Auslasséffnung (18) und der Bodenbereich des Reinigungs-
beckens sind derart ausgelegt, dass durch ein Offnen der Verschlusseinrichtung (20, 22) die Reinigungsfliissigkeit so schnell aus
zumindest dem Bereich des Reinigungsbeckens (10), in dem der Waferblock angeordnet ist, entleerbar ist, dass durch eine Sogwir-
kung der Reinigungsflissigkeit Verunreinigungen aus den Sagespalten entfernbar sind.



